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1. 紅色trace為2003/01/20量測結果，regen pump: Surelite/趟數: 23，pinhole 400micron，pinhole sapphire磨成霧狀。

黑色trace為2003/02/10量測結果，regen pump: Ultra/趟數:16，pinhole 與2003/01/20相同。

2. –100ps~ -70ps ASE level 上升為7.5 *10^-7。

3. High order dispersion降低，-20ps處contrast為1 *10^-6，-10ps~ -5ps為

1 *10^-5， -1ps為1 *10^-4。

4.下表為雷射時間上各部分佔總能量的比例；其中ASE假設為10 ns方波，強度由-100ps~ -70ps的平均值決定。

2003/02/10                  

main pulse: 0.86228                         

-10ps~10ps high-order dispersion:  0.029208 

-20ps~20ps high-order dispersion:  0.011054 

-40ps~40ps high-order dispersion:  0.0023935

10ns ASE pedestal:  0.095069   
2003/01/20                         

main pulse: 0.86506                         

-10ps~10ps high-order dispersion:  0.049435 

-20ps~20ps high-order dispersion:  0.026321 

-40ps~40ps high-order dispersion:  0.0052643

10ns ASE pedestal:  0.053918     

上表顯示main pulse enclose energy不變；ASE的energy升高兩倍，和high-order dispersion降低的量約相等。

5 +,-1ps範圍內的contrast佐證transform limited pulse其pulse duration較短

_1106578481.bin

_1106578496.bin

